Oponentsky posudek diplomové prace Michala Kurky nazvané Strukturovani tenkych vrstev
chalkogenidového skla sloZeni AsscSeso pomoci elektronové litografie

V poslednich desetiletich na sebe soustfedi amorfni chalkogenidy pozornost jak ze strany zakladniho
vyzkumu, tak ze strany vyvijenych aplikaci. Zminit Ize napfiklad holografické paméti, fotonické a
optoelektronické komponenty (fotonické krystaly, optické difrakéni prvky), elementy vyuZivajici
nelinedrni optické jevy (zdroje superkontinua), pfipadné pak vinovody v IR spektralnim oboru.
Funkénost téchto zafizeni je podminéna podrobnou znalosti fyzikalné-chemickych vlastnosti pouzitych
chalkogenidovych materiald a moZnosti jejich nasledného paternovani. Z tohoto pohledl je téma
predloZené prace velmi aktualni.

Prace pojednava o chalkogenidovém sklu AssoSeso pripraveném ve formé bulkové, ve formé tenkych
vrstev a v neposledni fadé také ve formé laterarné paternovanych nanostruktur. Hledani vhodnych
parametrl elektronové litografie ve snaze pfipravit co nejjemnéjsi paternované nanostruktury je
jednim z hlavnich motivl prace, ktera k tomuto cili systematicky konverguje. Za timto ucelem jsou
studovany fotoindukované jevy majici vliv na zménu strukturnich a optickych vilastnosti AsseSeso.
S uvéZenim podobnych mechanismi probihajicich v materidlu pfi expozici svazkem svételnym a
elektronovym byla posuzovana také jeho chemicka odolnost vici leptani. DuleZité se ukazaly byt i
simulace rozptylu elektronového svazku v materiadlu. Vysledné elektronovou litografii pfipravené
linedrni mrizky s periodou 120nm a $ifkou ¢ary 30nm lIze jednoznacné povaZovat za uspéch, ktery takeé
pfisuzuji svédomité planovanym a kvalitné provedenym a vyhodnocenym experimentiim.

Vykonana experimentalni prace je, jak na urovni syntézy zdkladnich objemovych materialG, depozice
vrstev a jejich nasledného paternovani, tak na drovni jejich charakterizace, znaéné rozsahla. Diskuse
vysledkd je podrobna, srozumitelnd a vhodné podloZend literarni reSersi. Z mého pohledu Ize tuto préci
a jeji vysledky povaZovat za velmi duleZity krok k naslednému aplikacné motivovanému strukturovani
chalkogenidovych As-Se vrstev, ke kterému je pfislusnd védeckd skupina experimentdiné plné
vybavena. Z jazykového a formalniho hlediska konstatuji, Ze je prace napsdna Citelné a srozumitelné
s minimem pfeklepl. Na druhou stranu bych dal na zvaZzeni lépe rozmyslet formu prezentovani dil€ich
vysledk@l v oddilech vénovanych elektronové litografii (4.5 - 4.11). Vzhledem k velkému mnoZstvi
provedenych experiment a diléich zavér je pro ¢tendre obcas nesnadné udrZet sdélované predstavy
Vv jasné a srozumitelné podobé.

Z mého pohledu prace splnila viechny vytylené cile a soucasné spifiuje viechny poZadavky na
diplomovou praci kladenou, a proto z vySe uvedeného doporuéuji praci pfijmout k obhajobé
s klasifikaci vyborné (stuperi A).

Zbyde-li pfi obhajobé prostor, potom navrhuji nasledujici komentar a otdzku:
1. Vztah (10) by bylo Iépe naformulovat pfesnéji, aby byla vidét jeho jasna souvislost s Taucovym
plotem zobrazenym na Obr. 2.14. MGZete se k tomuto vyjadFit?
2. Jaky odhadujete realné dosazitelny limit v paternovani studovaného materialu elektronovou

litografii? Byl tento limit dosazen?
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